Laboratérium povlakovacich technoldgii

(priprava tvrdych povlakov pre inZinierske aplikacie PVD metodami)
Doc. RNDr. Frantisek Lofaj, DrSc., Ustav materialového vyskumu SAV, flofaj@saske.sk

Laborat6rium je vybavené najnovsimi iPVD technolégiami na pripravu tvrdych, supertvrdych a
pripadne aj funkénymi povlakov na baze jedno- a viackomponentnych systémov, vrétane
nanokompozitnych, multivrstvovych a gradientnych povlakov, pre strojarske a iné aplikacie na
baze HIiPIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering) — magnetrénového naprasovania
vysokoenergetickymi impulzami ana baze HiTUS (High Target Utilization Sputtering) —
napraSovania s vysokou vyuzite'nost'ou ter¢a a nezavislym zdrojom plazmy.

Vybavenie laboratoria povlakovacich technolégii:
1. Cryofox Discovery 500, PVD zariadenie s
HiPIMS a DCMS zdrojmi po technickom zhodnoteni
(Polyteknik, Denmark)
- 3 nevyvazené magnetrony (2 fokusované)
s DC a HiPIMS zdrojmi
- rotujici drziak sohrevom podloziek do
500°C a pulznym predpétim do -1400 V
- reakéné napraSovanie (N2, CoHz, Hz, O

a pod.)

Prinos: zvysSenie tvrdosti W-C
povlakov z 15-17 GPana28.4 + 3.4

GPa_(+65%)

2. PQL S500, HIiTUS technologia
napraSovania tenkych vrstiev a povlakov
(PQL Ltd., United Kingdom)

- 4 ter¢e spriemerom 100 mm sRF
zdrojom pre vodivé aj nevodivé
materialy

- rotujuci drziak s ohrevom podloziek do
500°C a RF predpéatim do 500 W

- reakéné napraSovanie (N2, CoHz, Hz, O2)

- in situ meranie teploty podlozky,
rychlosti naprasovania, zloZenia
zvySkovych plynov a zloZenia plazmy
(optickou spektroskopiou).

Prinos: Zvysenie tvrdosti W-C
povlakov na 34.0 = 3.0 GPa

(+100%)

Obe PVD technologie sa vyznaCuju extrémne vysokym stupfiom ionizacie rozprasovaného
materialu, ¢o umoznuje lepSiu kontrolu vyslednych vlastnosti povlakov, najmé hustoty
anasledne aj tvrdosti, oteruvzdornosti a adhézie povlaku k podlozke. HiTUS umoziuje
nanasanie povlakov na plastové folie a pripadne aj vysokotvrdych povlakov na loZiskovi ocel pri
teplote pod 200°C.
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